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Nowe polprzewodniki do budowy bardziej
wydajnych urzadzen

Unijni naukowcy opracowali nowy sposob integrowania péiprzewodnikowych materialow
z grupy III-V z waflami krzemowymi (Si). To ogromy postep na drodze do stworzenia
mniejszych, bardziej wydajnych chipow o niskiej gestosci mocy.

Ciagle obowiazujace prawo Moore'a jest jednym z gtdéwnych czynnikow napedzajacych rozwdj
urzadzen komputerowych, ktdére staja sie coraz mniejsze, szybsze i tansze. Jednak w zwiazku z tym
branza pétprzewodnikdw musi zmierzyé sie z duzym wyzwaniem - unowoczesnieniem proceséw

opracowanych kiedys z mysla o skali kilku mikrondw, tak aby umozliwi¢ budowanie ztaczy rozmiaru
kilku nanometrow.
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Naukowcom uczestniczacym w finansowanym przez UE projekcie FACIT (Fast anneal of compound
semiconductors for integration of new technologies) udato sie stworzy¢ materiat bedacy potaczeniem
pierwiastkdw z grup III-V - indu, galu i arsenu (InGaAs) - ze stopem krzemu i germanu (SiGe),
przeznaczony do produkcji chipow CMOS. Ta doskonale nadajaca sie do wytwarzania chipéw na
duza skale nowa technologia jest przysztosciowym rozwiazaniem dla producentéow ukladow
scalonych.

Bazujac na istniejacych, duzych wafli krzemowych o rozmiarach od 350 do 400 mm, zespo6t
zaprojektowat proces umozliwiajacy integracje warstw InGaAs i SiGe z krzemowymi obwodami
CMOS. Naukowcy uwazaja, ze ta metoda pozwoli dalej miniaturyzowac¢ i skalowac¢ technologie
CMOS do poziomu nanometrycznego.

Wiasciwosci materiatéw SiGe i InGaAs znaczaco réznia sie od wilasciwosci krzemu, zwlaszcza
w zakresie obrobki cieplnej. Ponadto InGaAs i SiGe wymagaja zupelnie innych warunkow
przetwarzania, a w szczegodlnosci innego bilansu cieplnego. Okazato sie, ze idealna technologia
umozliwiajaca jednoczesna integracje warstw SiGe i InGaAs jest ultraszybkie wyzarzanie.

Zespot FACIT zbadal wplyw trwajacego kilka milisekund wyzarzania na materiaty o wysokiej
mobilnosci elektronéw. Wyniki dowiodty, ze wyzarzanie milisekundowe znacznie zmniejsza gestosc¢
stanow powierzchniowych, za$ sam proces jest rownowazny tradycyjnemu wyzarzaniu, jednak
charakteryzuje sie duzo nizszym bilansem cieplnym.

Oznacza to, ze ultraszybkie wyzarzanie moze byé wykorzystywane do tworzenia stabilnych ptytkich
ztaczy. Wyniki projektu sa bardzo obiecujace, poniewaz zastapienie krzemu materiatami o wysokiej
mobilnosci elektronow, takim jak Ge i InGaAs, bedzie kolejna rewolucja materialowa. Mozliwosé
integrowania wysokiej jakosci materialéw tego typu z podtozami krzemowymi pozwoli w przysztosci
wytwarzaé¢ nowe, nanoskalowe tranzystory o wiekszej mocy i wydajnosci.

Zrédto: www.cordis.europa.eu
http://laboratoria.net/technologie/28129.html
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